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属元素を添加したDLC膜（Me-DLC）の形成も可能で，
より幅広い特性をもったDLC膜の形成が可能であるこ
とが特徴である。また，UBMS法によるDLC膜形成で
は，基材材質に応じて最適化した金属層と金属／炭素の


